REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de implantacién odontoldgica, habilitado para la obturacion de los
conductos radiculares de las piezas dentales, que comprende un vastago (1) alargado,
con un tramo inferior (11), un tramo central (12) y un tramo superior (13), y dispuesto en
una pieza dental (2) de modo que el tramo inferior (11) esta insertado en el fondo o
extremo del conducto radicular (21) de la pieza dental (2), el tramo central (12) esta
dispuesto a lo largo del recorrido del conducto radicular (21), y el tramo superior (13) esta
fuera del conducto radicular (21) de la pieza dental (2), caracterizado por el hecho de que
el tramo inferior (11) esta hecho de titanio y con una geometria apta para su adaptacion
y/o incrustacién en la regién del fondo o extremo del conducto radicular (21) de la pieza
dental (2) y con capacidad de sellado, estando hecho el tramo central (12) de una
aleacién de titanio y niquel flexible para su adaptacion y posicionado a lo largo del
conducto radicular (21), y el tramo central (12) incorpora un recubrimiento (3) de un
material flexible y biocompatible con el interior del conducto radicular (21).

2. Dispositivo de implantacién odontolégica segun la reivindicacion 1, caracterizado
por el hecho de que el recubrimiento (3) del tramo central (12) esta hecho de gutapercha.

3. Dispositivo de implantacion odontolégica segun la reivindicacion 1 o 2,
caracterizado por el hecho de que el recubrimiento (3) del tramo central (12) esta
acompafado de cemento endoddntico o similar.

4. Dispositivo de implantacion odontoldgica segun la reivindicacion 1, caracterizado
por el hecho de que el tramo inferior (11) presenta una superficie porosa similar al propio
hueso circundante en el fondo del conducto radicular (21).

5. Dispositivo de implantacién odontolégica segun la reivindicacion 1, caracterizado
por el hecho de que el tramo inferior (11) esté hecho de titanio grado V o superior.

6. Dispositivo de implantacién odontolégica segun la reivindicacion 1, caracterizado
por el hecho de que el tramo inferior (11) esta hecho de titanio grado inferior a V.

7. Dispositivo de implantacién odontolégica segun la reivindicacion 1, caracterizado
por el hecho de que la superficie del vastago (1) esta tratada mediante micro tratamientos
o nano tratamientos fisico-quimicos.

8. Dispositivo de implantacién odontolégica segun la reivindicacién 1, caracterizado
por el hecho de que el tramo inferior (11) presenta una geometria cénica o similar.

9. Dispositivo de implantacién odontolégica segun la reivindicacién 1, caracterizado
por el hecho de que en el tramo superior (13) del vastago (1) existe una prolongacién a
modo de poste (14), presentando a su vez el poste (14) una muesca (15) habilitada para
la inserciéon de un pasador (17) presente en un aplicador (16), quedando por tanto el
aplicador (16) fijado en relacion al poste (14).



